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(57) Abstract: The invention relates to a method for manufacturing a three-dimensional nanostructure, the method comprising the
following steps: - causing an injector (100) to oscillate between a low position in contact with a substrate (20) and a high position not
in contact with the substrate (20), the injector (100) comprising an ejection port (108), the diameter of which is greater than 0.1 pm; -
depositing an ink on the substrate (20) by means of the injector while the ejection port (108) of the injector (100) is in contact with the
substrate (20), the ink comprising, in % by volume with respect to the total volume of the ink: - less than 15% of nanoparticles chosen
from metal nanoparticles, nanoparticles of metal oxides, nanoparticles of graphene oxide or combinations thereof; - 0.5% to 5% of a
dispersant; - at least 80% of a solvent that is capable of dispersing the metal nanoparticles in order to form the ink to be injected and
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sufficiently volatile to allow the ink to solidify once it has been deposited; and - moving the injector (100) away from the substrate (20)
at a speed less than or equal to 10 pm/s along a direction substantially perpendicular to the substrate while ensuring the ink continues
to flow from the injector. The invention also relates to cell lines obtained by the method.

(57) Abrégé : L'invention concerne un procédeé de fabrication d'une nanostructure tridimensionnelle, le procédé comprenant les étapes
suivantes : - faire osciller un injecteur (100) entre une position basse en contact avec un substrat (20) et une position haute hors de
contact avec le substrat (20), l'injecteur (100) comprenant un orifice d'éjection (108) dont le diamétre est supérieur a 0,1 pm,; - déposer
une encre sur le substrat (20) au moyen de l'injecteur lors d'un contact de l'orifice d'éjection (108) de l'injecteur (100) avec le substrat
(20), I'encre comprenant, en % en volume par rapport au volume total de l'encre : - moins de 15% de nanoparticules choisies parmi des
nanoparticules métalliques, des nanoparticules d'oxydes métallique, des nanoparticules d'oxyde de graphene ou leurs combinaisons; -
0,5% a 5% de dispersant, - au moins 80% d'un solvant apte a disperser les nanoparticules métalliques pour former l'encre a injecter et
suffisamment volatil pour permettre la solidification de l'encre une fois qu'elle est déposée; et - éloigner l'injecteur (100) par rapport au
substrat (20) a une vitesse inférieure ou égale a 10 um/s selon une direction sensiblement perpendiculaire au substrat tout en maintenant
un débit d'encre sortant de l'injecteur. L'invention concerne également les nanostructures obtenues par ce procéde.



